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(67) Die Erfindung betrifft einen Elektrolyten zur Atischeidung von Glanzkupferschichten mit hoher Mikrohirte, die
durch spezifische mechanisch-physikalische Eigenschaften gekennzeichnet sind. Charakteristisch ist die 2 bis 2,6fach
hohere Mikrohirte, die iiber einen Zeitraum von 6-12 Monaten und I&: ger konstant bleibt. Diece Eiganschaften
gewahrleisten die Anwendung der Schichten fiir funktionelle Zwecke, z. B. fiir Druckzylinder in der Polygraphie und
Textilindustrie und bei der Herstellung von Hohlleitern. Diese funktionelien Eigenschaften werden erfindungsgemaR
dadurch erzeugt, daR einem Grundelektrolyten Polyazo-N,N'-Diethylsafranin, Na-salz der
Dithio-bis-methansulfonsgure und ein Gemisch von Polypropylenglykel und Polyethylenglykol zugegeben wird.
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Erfindungsanspriiche:

1. Elektrolyt zur Abscheidung von Glanzkupferschichten mit hoher Mikrohérte, die iber einen
Zeitraum von mindestens 6 Monaten konstant bleibt, dadurch gekennzeichnet, daf einem
Grundelektrolyten aus CuSO, - 5H,0, H,80, und NaCl als Zusatz Polyazo-N,N-Diethylsaf: anin,
Na-Salz der Dithio-bis-methansulfonséure und in einem Mischungsverhéltnis von 100:1 bis 5:1
Polypropylenglykol (MG 620) und Polyethylenglykol (MG 4000 bis 1500000) zugegeben wird.

2. Verfahren nach Punkt 1, dadurch gekennzeichnet, daB 4,2 bis 4,8mg/1 Polyazo-N,N'-Diethylsafranin,
4,5 bis 5,1 mg/I Na-Salz der Dithio-bis-methansulfonséure und 30 bis 60 mg/i der Mischung aus
Polypropylenglykol und Polyethylenglykol zugegeben wird.

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft eine Elektrolytzusammensetzung zur Abscheidung von Glanzkupfers chichten, die durch spezifische
mechanisch-physikalische Eigenschaften gekennzeichnet sind. Charakteristisch ist die 2- Lis 2,5fach hohere Mikroharte, die tiber
einen Zeitraum von 6 bis 12 Monaten und lénger konstant bleibt. Diese Eigenschaften ¢ swiéhrleisten die Anwendung der
Schichten fir funktionalle Zwecke.

Charakteristik der bekannten technischen Losung

Es sind verschiedene Kupferelektrolyte zur Abscheidung von Kupferschichten mit bestimmten physikalisch-mechanischen
Eigenschaften bekannt. Am haufigsten sind Elektrolyte fiir dekorative Zwecke, deren Schichten sich durch hohen Glanz und gute
Einebnung auszeichnen. in Verbindung mit der verstarkten Anwendung von Kupferschichten auf dem Gebiete der
Elektrotechriik/Elektronik wurde in den letzten Jahren besonderer Wert auf Duktilitét, geringe innere Spannungen und gute
Streufahigkeit gelegt. Eine besondere Steilung in der Galvanotechnik nehmen funktionelle Kupferelektrolyte cin, die in bezug auf
die abgeschiedenen Schichtdicken mit Yerfahren fiir Galvanotplastik vergleichbar sind. Solche Elektrolyte dienen zur
Abscheidung von Kupferschichten auf Druckzylindern der Polygraphie und Textilindustrie, der Herstellung verschiedener Arte
von Hohlleitern u. .

Eine spezielle Forderung an die Kug:crschichten, die auf Tiefdruckzylindern fiir die Polygraphie oder die Textilindustrie
abgeschieden werden, ist die hohe Harte, die im Falle der elektronischen Gravur HVgy = 175kp/mm? betragen soll.

Esistz.B. ein Elektrolyt aus CuSQ, - 5H,0, H,S0, und NaCl bekannt, dem eine Mischung aus Poly-N,N'- diethylsafranin mit einer
Endgruppe Dimethyl-poly-N,N'diethylsafranin, Polyethylenglyko! und 3,3'-Dithiobis-propansulfonsaure zugesetzt wird.

Dieser Elektrolyt erlaubt die Abscheidung von Kupferschichten die den Anfordarungen an Glang, Einebnung, innere
Spannungen, Mikrohirte und Abriebfestigkeit fiir den Tiefdruck entsprechen. Ein Nachteil dieser Elektrolyte ist, daR die
gewiinschte Mikrohérte nur Gber den Zeitraum einiger Tage gehalten werden kann und danach als Folge von Rekristallisations-
und Relaxationsprozessen die M;'krohérte auf unzulassige Werte von HVg, = 125 bis 135kp/mm? absinkt.

Ziel der Erfindung

Zielder Erfindung ist die Erzeugung von Kupferschichten die den Einsatz der elektronischen Gravur in der graphischen Industrie
maoglich machen.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Aufgabe der Erfindung ist es, einen Elcktrolyten zu entwickeln, der die Abscheidung glanzender, eingeebneter, harter und
abriebfester Kupferschichten erlaubt und deren Mikrohérte im Laufe von 6 bis 12 Monaten nicht unter Werte von HVg = 175 bis
180kp/mm? absinkt.

Entsprechend der Erfindung wird diese Aufgabe durch die Verwendung eines Elektrolyten folgender Zusammensetzung gelost:

CuS04-5H,0: 190 bis 220 g/1
H,S04: 15bis 30 g/
NaCl: 0,03bis0,05g/!

In diesem Elektrolyten soll die Kanzentration der Schwefelséure vorzugsweise 15 bis 30 g/l betragen.
Als Zusétze werden erfindungsgemaf verwendet:

Polyazo-N,N'-Diethylsafranin: 4,2 bis4,8mg/|
Na-Salz der Dithio- bis methan-
sulfonsaure: 4,5bis 5,1 mg/l
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Polypropylenglykol PPG (MG 620)

und Polyethylenglykol PEG

{MG 4000 bis 1 500000) in einem
Mischungsverhiltnis von 100:1

bis5:1: 30bis 60 mg/I

g

\

Der Vorteil der Erfindung Lesteht in der Maglichkeit der Abscheidung hochqualitativer Uberziige, die'auch der Forderung einer
konstanten Mikrohérte Gber einen Zeitraum von 6 bis 12 Monaten entspricht. .
Die Erfindung wird an folgenden Beispielen demonstriert: !

Beisplel 1:
Die Abscheidung von Glanzkupfer mit einer Schichtdicke vor 120 bis 150 um auf Tiefd:uckzylindern fiir die Polygraphie erfolgt
aus einem Elektrolyten folgender Zusammensetzung:

e e o e

CuS0,-5H,0: 205g/1 s
H,S04: 20g/1 v
NaCl: 30mg/I ‘ :
Polyazo-N,N'Diethylsafranin-

poly-N,N’-Disthylsafranin: 4,2mg/|

Na-Salz der Dithio- bis-

mathansulfonséurs: 4,5mg/ :
Polypropylen-Polyethylenglykol i
(PPG/PEG): 30mg/1 .
Temperatur: 23°C

Drehzahl: 60 U/min

Katodische Stromdichte: 12A/dm?

Anodische Stromdichte: 5A/dm*

Phosphorlegierte Knippelanoden: 0,04 bis0,07 %P

Mit diesem Elektrolyten werden Glanzkupferschichten abgeschieden, deren Mikrohérte von 190HVg, Gber ginen Zeitraum von
8 Monaten konstant blieb.

Belspiel 2:
Die Abscheidung der Glanzkupferschichten mit 500 bis 700um aur Druckzylindern fir die Textilindustrie und andere
Anwendungszwecke erfolgt aus einem Elektrolyten folgender Zusammensetzung:

CuS0,4-5H,0: 220g/l
H,S0,: 30g/1
NaCl: . 0,05¢g/1
Polyazo-N,N'-Diethylsafranin-
poly-N,N’-Diethylsafranin: 4,6 mg/l
Na-Salz der Dithio-bis-methan-

sulfonsédure: 4,9mg/i
PPG/PEG: 50mg/I

Mit diesem Elektrolyten wurden Glanzkupferschichten abgeschieden, deren Mikrohaérte von 210HVg, Giber einen Zaitraum von
9 Monaten konstant blieb.
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